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Me n  
1: M = Si, R = Me  
2: M = Sn, R = Me  
3: M = Ge, R = Mes 
4: M = Ge 
5: M = Si 
6: n = 2 
7: n = 3 
8: n = 4 
Mes =
Table 1. 基質 1～8の極大吸収波長 
基質 λ
max
 (nm) 基質 λ
max
 (nm) 基質 λ
max
 (nm) 
1 237 2 244   
3 248 4 248 5 255 
6 241 7 244 8 255 
Table 2. オリゴシラン 6～8の光照射による反応 
















* 低圧水銀灯照射時の収率 (反応時間 2h)、[ ]は 
高圧水銀灯照射時の収率 (反応時間 5h) 
 
